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Versuchsaufbau Lichtquellen

Motivation

Im herkdmmlichen Versuchsaufbau des zum Lau-Effekt Messung der Koharenzfunktion
Lau-Effekts beleuchtet eine inkoharente

Lichtquelle das erste Ronchi Gitter, somit -
wird eine strukturierte Beleuchtung A |
erzeugt. Diese strukturierte Beleuchtung

wird dann zusammen mit einem zweiten Iy =
identischen Ronchi Gitter durch eine Linse = . v
in die Fourier Ebene bzw. die Auffangebene  (Inkoharente) Citter 1 Gitter 2 ) y
des Versuchsaufbaus abgebildet.Unter der HRGuRke Linse 1 -y o Linse 2 . ggo 350 400 41|o 4éo 4:130 440 450
Annahme, dass die Ronchi Gitter - _ A [nm]
unendliche Ausdehnungen haben, entsteht | —& & & 8% B &8 5
in der Auffangebene eine periodische
dreieckféormige Intensitatsverteilung [1,2],
welche Iin der Lithographie zur 3D-
Strukturierung genutzt werden kann. Wir
testen in unserem Versuch unterschiedliche
Koharenzgrade der Lichtquellen [3,4] fur
den Lau-Effekt und untersuchen den
Einfluss des Koharenzgrades auf die

lithographische Strukturierung.
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Messergebnis

Intensitaten der Lau-Streifen mit unterschiedlichen Lichtquellen und nach Einstellung
des Abstandes zwischen den zwei Ronchi Gittern (Periode: 200um, Schlitzbreite: 30um)
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Relative Intensitaten einer Zeile des Intensitatsbildes
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Koordinaten [mm]

Lithographie
Fotolack: ma-P 1275G [5]

Lichtquelle: Laser, optische Leistung vor dem

Llchtq uel Ie LE D, optlsche Leistung vor dem ersten Gitter: 10, 1uW; Belichtungszeit: 1h ersten Gitter: 5m\W,; Belichtungszeit: 2s
ks . & 3-Dimensional Interactive Display 3-Dimensional Interactive Display
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| Surface Stats: Surface Stats: 200

" Ra: 366.36 nm Ra: 24.74 nm 100

Rq: 613.68 nm Rq: 75.43 nm 3

Rt: 10524.51 nm Rt: 1.35 um ~ -100

Measurement Info: Measurement Info: i

Magnification: 20.13 Magnification: 20.13 e

Measurement Mode: VSI Measurement Mode: VSI i

Linge = 32,72 pm Lénge = 72,26 pm Sampling: 0.49 um Sampling: 491.88 nm ~ 600
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